


Composante N°RNCP 0 0

Période d'accréditation : 2022-2025

FST N°accréditation

MASTER

Parcours existant

heures

Maquette initiale

Date 1ère présentation en CFVU

Maquette dernière version

Date dernière présentation en CFVU

Date prochaine présentation en CFVU

Décision CFVU

Semestre 7

Seconde chance

CM TD TP Stage-Choisir la durée ici PROJET

dont enseignements en 

langue étrangère 

(nombre d'heures)

Ecrit Pratique (TP) Oral Mémoire Soutenance Ecrit Pratique (TP) Oral Mémoire Soutenance Ecrit Pratique (TP) Oral Mémoire Soutenance

UE 1 PHYSICAL AND FOURIER OPTICS 5 5 Obligatoire 100,00%

Physical and Fourier Optics 3 3 Obligatoire 15 15 4 34 66% 34% 100,00% 100,00% Choisir dans la liste Évaluation supplémentaire remplaçant la plus mauvaise des 2 notes de l'Ecrit si elle lui est supérieure, exposé non rattrapable

Physical optics - Digital processing Digital Holography: numerical simulation & reconstruction 2 2 Obligatoire 6 7,5 16 29,5 50% 50% 100,00% 100,00% Choisir dans la liste Évaluation supplémentaire remplaçant la note Ecrit si elle lui est supérieure, Pratique non rattrapable

UE 2 OPTICAL ENGINEERING 5 5 Obligatoire Non rattrapable

Non linear optics  REPORTEE AU Semestre 9 2 2 Obligatoire 10 14 24 100% 100,00% 100,00% Non rattrapable

Introduction to guided optics  REPORTEE EN OPTION avec 2 ECTS 1 1 Obligatoire 8 6 8 22 50% 50% 100,00% 100,00% Non rattrapable

Optical engineering REPORTEE EN OPTION avec 3 ECTS 2 2 Obligatoire 6 6 12 24 50% 50% 100,00% 100,00% Non rattrapable

UE 2 SCIENTIST OF TOMORROW 5 5 Obligatoire 100,00% 100,00%

Industrial and Research workshop 1 1 Obligatoire 12 12 50% 50% 100,00% 100,00% Choisir dans la liste
Pas de 2nde chance

Energy and environnement workshop 2 2 Obligatoire 30 30 50% 50% 100,00% 100,00% Choisir dans la liste
Pas de 2nde chance

Scientific Methodology and Projects Management 2 2 Obligatoire 10 10 20 100% 100,00% 100,00% Choisir dans la liste
Évaluation supplémentaire remplaçant la note Ecrit si elle lui est supérieure, Exposé non rattrapable

UE 3 DIGITAL IMAGE PROCESSING AND ANALYSIS 5 5 Obligatoire 100,00% 100,00%
Pas de 2nde chance

Digital Image Processing and Analysis 5 Obligatoire 20 10 20 50 66% 34% 100,00% 100,00% Choisir dans la liste
Pas de 2nde chance

UE 4 ALGORITHMIC AND PROGRAMMING (Python) 5 5 5 Obligatoire 16 10 10 36 50% 50% 100,00% 100,00% Choisir dans la liste Évaluation supplémentaire remplaçant la note Ecrit si elle lui est supérieure, Pratique non rattrapable

Algorithmic and Programming (level 1) 5 Option 16 10 10 36 50% 50% 100,00% 100,00% Non rattrapable

Algorithmic and Programming (level 2) 5 Option 16 10 10 36 50% 50% 100,00% 100,00% Non rattrapable

UE 5 SCIENTIFIC METHODOLOGY AND PROJECT MANAGEMENT 3 Obligatoire

  Scientific Methodology and Projects Management 3 Obligatoire 12 12 24 100% 100,00% 100,00% Non rattrapable

UE 5 ELECTIVE COURSES - select among the following 10+ 10+ 10+ Obligatoire 100,00% 100,00%

Digital Innovation and Entrepreneurship 5 5 Digital Innovation and Entrepreneurship 5 Option 6 18 24 100% 100,00% 100,00% Choisir dans la liste
Pas de 2nde chance

LASERS 5 5 5 Option 100,00% 100,00%

Laser Physics 4 4 Option 14 14 8 36 66% 34% 100,00% 100,00% Choisir dans la liste Évaluation supplémentaire remplaçant la note Ecrit si elle lui est supérieure, Pratique non rattrapable

Fiber lasers 1 1 Option 6 6 12 100% 100,00% 100,00% Choisir dans la liste Évaluation supplémentaire remplaçant la note Ecrit si elle lui est supérieure, Pratique non rattrapable

SCIENTIFIC COMPUTING WITH Python 2 2 Option 24 100,00% 100,00%
Évaluation supplémentaire remplaçant la note theorique si elle lui est supérieure, Devior à la Maison non rattrapable

Scientific Computing with Python part 1 1 1 Option 12 12 100% 100,00% 100,00% Facultatif 

Scientific Computing with Python part 2 1 1 Option 12 12 100% 100,00% 100,00% Facultatif 

Optical engineering 2 3 3 Option 7 7 14 28 50% 50% 100,00% 100,00% Choisir dans la liste Évaluation supplémentaire remplaçant la note Ecrit si elle lui est supérieure, Pratique non rattrapable

Data Analysis 6 6 Option 21 9 20 0 50 100% 100,00% 100,00% Choisir dans la liste
Pas de 2nde chance

Introduction to guided optics 1 2 2 Option 8 6 8 22 50% 50% 100,00% 100,00% Choisir dans la liste
Évaluation supplémentaire remplaçant la note Ecrit si elle lui est supérieure, Pratique non rattrapable

UE EXTRA CREDITS 2 Facultatif 100,00% 100,00% Choisir dans la liste

Anglais 2 Facultatif 26 100% 100,00% 100,00% Choisir dans la liste
Pas de 2nde chance

Français Langue Etrangère 2 Facultatif 26 100% 100,00% 100,00% Choisir dans la liste
Pas de 2nde chance

Semestre 8

CM TD TP Stage-Choisir la durée ici PROJET

dont enseignements en 

langue étrangère 

(nombre d'heures)

Ecrit Pratique (TP) Oral Mémoire Soutenance Ecrit Pratique (TP) Oral Mémoire Soutenance Ecrit Pratique (TP) Oral Mémoire Soutenance

M1 SEMESTRE 8 UEF 30 30 0,00%

Photonics Laboratory 8 8 Obligatoire 0,00%

Light and matter 4 4 Obligatoire 0,00%

Technologies in energy production and storage 3 3 Obligatoire

Elective courses - select among the following 15+ 15+ Obligatoire 0,00%

Materials Physics 4  Option 0,00%

Modalités (description littérale)

ÉTUDIANTS EN FINLANDE

Unités d'Enseignement (UE) Eléments constitutifs d'UE (ECUE) Poids relatifs du contrôle continu (CC et des examens de fin de semestre (CT), Nature des épreuves, Rattrapage

Session principale ou session 1 Rattrapage ou session 2

CC

Coeff. (%)

Blocs de connaissances et de compétences 

(BCC)

MCCC

Poids relatifs du contrôle continu (CC et des examens de fin de semestre (CT), Nature des épreuves, Rattrapage

Session principale ou session 1 Rattrapage ou session 2

CC

Coeff. (%)

Nature des épreuves CT (cocher)

CC

Coeff. (%)

Total session 

= 100 %

Nature des épreuves CT (cocher)

CC

Coeff. (%)

Total session 

= 100 %

CoefficientsIntitulés Crédits Coefficients Intitulés Crédits

Indiquer si l'UE ou 

l'ECUE est

 obligatoire, 

optionnel ou 

facultatif

(menu déroulant)

Volumes horaires prévisionnels (temps étudiants)

OIVM - optique, image, vision, multimédia

photonics for security, reliability and safety (PSRS)

Création d'un nouveau parcours, saisir ici =>

0

0

Modifications du parcours existant, saisir ici => Intelligent Photonics for Security Reliability Sustainability and Safety 

Mention qui ne figure pas dans la liste, saisir ici ==>

Modalités pédagogiques
contrat pro

Intitulés Crédits

Nature des épreuves de rattrapage (cocher)
Modalité de prise en compte

Obligatoire ou Facultatif

Coefficients

Enseignements Nature des épreuves CC (cocher)

0

0

0

part d'enseignement en langue étrangère (volume horaire)

MAQUETTE

Blocs de connaissances et de compétences 

(BCC)
Unités d'Enseignement (UE)

- 30 - - -Total par étudiant -

Pour valider le semestre 1 l'étudiant doit avoir une moyenne générale au semestre supérieure à 10/20, et avoir validé au moins 25 ECTS

MCCC

Nature des épreuves de rattrapage (cocher)
Modalité de prise en compte

Obligatoire ou Facultatif

Nature des épreuves CC (cocher)

-

Eléments constitutifs d'UE (ECUE)

0

22/03/2024

EN ATTENTE VOTE CFVU

Indiquer si l'UE ou 

l'ECUE est

 obligatoire, 

optionnel ou 

facultatif

(menu déroulant)

Volumes horaires prévisionnels (temps étudiants)

Intitulés Crédits Coefficients

Co-accréditation 0

Intitulés Crédits Coefficients Intitulés Crédits Coefficients

Enseignements

0

0

SEMESTRE 7 MAQUETTE 

apprentissage

stage obligatoire

MISE A JOUR 
DES DONNEES

ATTENTION : ne pas modifier la zone des données administratives car cellules liées

MODIFICATIONS DES ELEMENTS DANS LA MAQUETTE : EN ROUGE UNIQUEMENT

FORMULAIRE - ENVOI DE 
LA MAQUETTE

session unique 
sans rattrapage

session unique 
avec rattrapage

2 sessions

Modification de 
maquette

Création de 
maquette

COPIER LES DONNEES 
DES SEMESTRES

COLLER LES DONNEES 
DES SEMESTRES

https://intranet.univ-st-etienne.fr/fr/direction-de-la-formation-et-de-l-insertion-professionnelle/cfvu/referencement-de-l-offre-de-formation-ujm.html


Micro- and nanophotonics 4  Option 0,00%

Color Science 4  Option 0,00%

Basics of Signal and Image Processing  5  Option 0,00%

Commercializing high-tech (only odd years) 4 Option 0,00%

Advanced Biomedical Optics (only even years) 4  Option 0,00%

Optical Design: Geometrical Optics  4  Option 0,00%

Components for Optical  Telecommunications 4  Option 0,00%

Display Technologies 5 Option 0,00%

Optional extra-credits: Facultatif 0,00%

Finnish language 2 Facultatif 0,00%

Participation in a scientific workshop/conference/event 1-3 Facultatif

 Summer internship (3 months) * 5 Facultatif 0,00%

Semestre 9

Seconde chance

CM TD TP Stage-Choisir la durée ici PROJET

dont enseignements en 

langue étrangère 

(nombre d'heures)

Ecrit Pratique (TP) Oral Mémoire Soutenance Ecrit Pratique (TP) Oral Mémoire Soutenance Ecrit Pratique (TP) Oral Mémoire Soutenance

S3PSRS01 UE 1 MICRO-NANOPHOTONICS 2 5 6 5 6 Obligatoire 100,00% 100,00%

Electromagnetic modeling of micro-nano-structured surfaces  3 3 Obligatoire 16 18 26 100% 100,00% 100,00% Choisir dans la liste 3 notes, la meilleure des 3 est retenue

Nanoplasmonics 2 2 Obligatoire 10 10 20 100% 100,00% 100,00% Choisir dans la liste Évaluation supplémentaire remplaçant la note Ecrit si elle lui est supérieure, Pratique non rattrapable

Applications of micro-nanophotonics 1 1 Obligatoire 2 2 8 10 100% 100,00% 100,00% Choisir dans la liste Pas de 2nde chance

UE 2 ANALYTICAL INSTRUMENTATION FOR DETECTION 3 Obligatoire

Analytical Instrumentation for Detection 3 Obligatoire 12 8 10 20 100% 100,00% 100,00% Non rattrapable

UE 2 ADVANCED PHOTONICS 5 5 Obligatoire 100,00% 100,00%

Non linear optics 2 2 Obligatoire 10 14 24 100% 100,00% 100,00% Choisir dans la liste Évaluation supplémentaire remplaçant la note Ecrit si elle lui est supérieure

Quantum light sources for secure commuications in photonics 3 3 Obligatoire 10 14 24 100% 100,00% 100,00% Choisir dans la liste Évaluation supplémentaire remplaçant la note Ecrit si elle lui est supérieure, Pratique non rattrapable

UE 3 LASER PROCESSING AND APPLICATIONS OF MICRO-NANOSTRUCTURING 5 Obligatoire

Laser processes for material structuring 2 2 Obligatoire 10 10 20 100% 100,00% 100,00% Non rattrapable

Applications of guided optics 1 1 Obligatoire 12 100% 100,00% 100,00% Non rattrapable

Temporal and spatial shaping of the laser pulse 1 1 Obligatoire 6 6 18 100% 100,00% 100,00% Non rattrapable

Applications of micro-nano structuring 1 1 Obligatoire 2 2 16 20 100% 100,00% 100,00% Non rattrapable

UE 3 DEEP LEARNING AND APPLICATIONS TO NANO-PHOTONICS 5 5 Obligatoire 100,00% 100,00%

Deep Learning and applications  to nano-photonics 5 5 Obligatoire 10 20 30 100% 100,00% 100,00% Choisir dans la liste pas de seconde chance

UE 5 INDUSTRIAL OR RESEARCH PROJECT 2 Obligatoire

Industrial or Research Project 2 Obligatoire 2 20 2 50% 50% 100,00% 100,00% Non rattrapable

UE 4 COIL Project (collaborative, online, international leraning project with students from UPEC&VU) 4 4 Obligatoire 20 30 100,00% 100,00% Choisir dans la liste Pas de 2nde chance

UE5  Elective courses - select among the following 10+ 10+ 10+ Option 100,00% 100,00% Choisir dans la liste

ENVIRONMENTAL REMOTE SENSING 5 5 Option 18 18 18 100,00% 100,00% Choisir dans la liste Évaluation supplémentaire remplaçant la note Ecrit si elle lui est supérieure, Pratique non rattrapable

LASER PROCESSING AND CHARACTERIZATION 6 6 Option 100,00% 100,00% Choisir dans la liste

Laser processes for material structuring 2 2 Option 10 10 4 24 100% 100,00% 100,00% Choisir dans la liste Pas de 2nde chance

Temporal and spatial shaping of the laser pulse 1 1 Option 6 6 12 100% 100,00% 100,00% Choisir dans la liste Pas de 2nde chance

Analytical instrumentation 3 3 Option 12 8 10 30 100% 100,00% 100,00% Choisir dans la liste Pas de 2nde chance

OPTION 1 Non-conventional Imaging Systems 5 5 Option

   Nonconventional Imaging: hyperspectral, polarimetry, imageries LIDAR et Radar,  3D 2 2 Option 12 9 21 100% 100,00% 100,00% Non rattrapable

   Optical microscopy 2 2 Option 8 8 16 50% 50% 100,00% 100,00% Non rattrapable

   Light scattering for material appearance 1 1 Option 6 6 12 100% 100,00% 100,00% Non rattrapable

S3PSRS6B IMAGE-BASED SECURITY 5 5 Option 100,00% 100,00%

Color reproduction 1 1 Option 6 6 12 100% 100,00% 100,00% Choisir dans la liste Évaluation supplémentaire remplaçant la note Ecrit si elle lui est supérieure,  Pratique non rattrapable

Security printing project 1 1 Option 8 8 100% 100,00% 100,00% Choisir dans la liste Non rattrapable

Security printing 2 2 Option 12 9 21 100% 100,00% 100,00% Choisir dans la liste Évaluation supplémentaire remplaçant la note Ecrit si elle lui est supérieure,  Pratique non rattrapable

Visual cryptography 1 1 Option 6 6 12 100% 100,00% 100,00% Choisir dans la liste Évaluation supplémentaire remplaçant la note Ecrit si elle lui est supérieure,  Pratique non rattrapable

s3oivm6  COLOR AND SPECTRAL IMAGING 5 5 Option 18 12 24 54 100% 100,00% 100,00% Choisir dans la liste Évaluation supplémentaire remplaçant la note Ecrit si elle lui est supérieure, Pratique non rattrapable

S3PSRS6C ADVANCED IMAGE PROCESSING 5 5 Option 100,00% 100,00%

Deconvolution 3 3 Option 12 10 22 100% 100,00% 100,00% Choisir dans la liste pas de 2nde chance

Markovian models 2 2 Option 9 9 18 100% 100,00% 100,00% Choisir dans la liste Pas de 2nde chance

S3PSRS07 UE EXTRA CREDITS 0 Facultatif 100,00% 100,00%

Anglais 2 Facultatif 30 100% 100,00% 100,00% Choisir dans la liste Pas de 2nde chance

scientific workshop 2 Facultatif 12 12 50% 50% 100,00% 100,00% Choisir dans la liste Pas de 2nde chance

Français langue étrangère 2 Facultatif 26 100% 100,00% 100,00% Choisir dans la liste Pas de 2nde chance

Indiquer si l'UE ou 

l'ECUE est

 obligatoire, 

optionnel ou 

facultatif

(menu déroulant)

Volumes horaires prévisionnels (temps étudiants)

Crédits Coefficients

Enseignements

Crédits
Modalités (description littérale)

ÉTUDIANTS EN FINLANDE

ZONE DE TEXTE / COMMENTAIRES : (ALT+ENTREE pour aller à la ligne)

Pour valider la première année, l'étudiant doit avoir validé au moins 60 ECTS en comptant la somme des ECTS des semestres 1 et 2. 

un stage d'été optionnel de début juin à la rentrée université du semestre 3 dans leur université d'accueil au S3 (fin août pour UJM et fin septembre pour POLITO et UPEC).

MCCC

Poids relatifs du contrôle continu (CC et des examens de fin de semestre (CT), Nature des épreuves, Rattrapage

Nature des épreuves CC (cocher)

Total par étudiant - - 30 - -

SEMESTRE 9  MAQUETTE

IntitulésIntitulés Crédits Coefficients Intitulés Coefficients

ZONE DE TEXTE / COMMENTAIRES : (ALT+ENTREE pour aller à la ligne)

- -

Session principale ou session 1 Rattrapage ou session 2

CC

Coeff. (%)

Nature des épreuves CT (cocher)

CC

Coeff. (%)

Total session 

= 100 %

Nature des épreuves de rattrapage (cocher)
Modalité de prise en compte

Obligatoire ou Facultatif

Blocs de connaissances et de compétences 

(BCC)
Unités d'Enseignement (UE) Eléments constitutifs d'UE (ECUE)

Total par étudiant - - 30 - - - -



Semestre 10

CM TD TP stage (heures) PROJET

dont enseignements en 

langue étrangère 

(nombre d'heures)

Ecrit Pratique (TP) Oral Mémoire Soutenance Ecrit Pratique (TP) Oral Mémoire Soutenance Ecrit Pratique (TP) Oral Mémoire Soutenance

UE 35 - Master Thesis 30 Obligatoire 10 Entre 770 et 924 50% 25% 25% 100,00% 100,00% Choisir dans la liste Pas de 2nde chance

CC

Coeff. (%)

Nature des épreuves CT (cocher)

CC

Coeff. (%)

Total session 

= 100 %

Nature des épreuves de rattrapage (cocher)
Modalité de prise en compte

Obligatoire ou Facultatif

MAQUETTE
Blocs de connaissances et de compétences 

(BCC)
Unités d'Enseignement (UE) Eléments constitutifs d'UE (ECUE)

Indiquer si l'UE ou 

l'ECUE est

 obligatoire, 

optionnel ou 

facultatif

(menu déroulant)

Volumes horaires prévisionnels (temps étudiants)

Intitulés Crédits Coefficients Intitulés Crédits Coefficients Intitulés Crédits Coefficients

Enseignements Nature des épreuves CC (cocher)

Total par étudiant - - - - - -

ZONE DE TEXTE / COMMENTAIRES : (ALT+ENTREE pour aller à la ligne)

MCCC

Poids relatifs du contrôle continu (CC et des examens de fin de semestre (CT), Nature des épreuves, Rattrapage

Session principale ou session 1 Rattrapage ou session 2


